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결정질 실리콘 태양전지의 제조공정 중 가장 먼저 시작하게 되는 공정이 텍스처링으로서 이 

부분에 대한 중요성이 높아 오랜 세월동안 많은 연구가 진행되어져 왔다. 이 공정은 베어상

태인 결정질 실리콘 웨이퍼의 표면을 피라미드 형태로 구조화함으로써 반사율을 낮게 하고 

광전환효율을 높임으로써 고효율태양전지를 위한 중요한 공정중 하나이다. 본 연구에서는 

p-type 6“ 단결정웨이퍼를 KOH(1.5%)+IPA(8%)+DI 로 정해진 조성비로 제조된 텍스처링 

용액에 5분 간격으로 샘플링 하여 표면분석을 실시하고 태양전지 제조를 위해 이후 공정은 

동일한 스펙으로 제조되어 전기적인 특성평가를 실시하였다. 각각의 샘플들의 반사율을 측

정한 결과 측정영역(450~950nm)에서 텍스처링 15분 공정시 11.87%로 가장 낮았고 50분

에도 이와 비슷하게 12.33%로 낮게 측정되었지만 표면분석 결과는 15분 공정에서 피라미드 

크기가 5㎛이하로 조밀하게 되어있으나 50분 공정에서는 10㎛이상의 크기를 가진 피라미드

를 볼 수 있었다. 전기적인 특성평가에서 반사율과 효율의 상관관계를 분석한 결과 일치하지 

않았다. 하지만 세부적으로 분석한 결과 Isc값과 반사율의 비교에서는 확연한 연관성을 찾을 

수 있었다.  


